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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材層が、少なくとも一方側にさらなる層を備えて成る多層製品であって、前記基材層
は、式（Ｉａ）のビスフェノール
【化１】

を（コ）ポリカーボネート中の繰り返しモノマーユニットとして含有する（コ）ポリカー
ボネートを含有する、多層製品。
【請求項２】
　前記（コ）ポリカーボネートは、使用されるジフェノールの量に基づいて、９５ｍｏｌ
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％までの、式（ＩＩ）のジフェノール
【化２】

（ここで、
Ｒ１およびＲ２は互いに独立して、水素、Ｃ１～Ｃ１８－アルキル、Ｃ１～Ｃ１８－アル
コキシ、ハロゲンおよび任意に置換されたアリールまたはアラルキルであり、Ｘは、単結
合、－ＳＯ２－、－ＣＯ－、－Ｏ－、－Ｓ－、Ｃ１～Ｃ６－アルキレン、Ｃ２～Ｃ５－ア
ルキリデンまたはＣ５～Ｃ６－シクロアルキリデンであり、ここで前記Ｃ１～Ｃ６－アル
キレン、Ｃ２～Ｃ５－アルキリデンおよびＣ５～Ｃ６－シクロアルキリデンは任意にＣ１

～Ｃ６－アルキルで置換され、またはＣ６～Ｃ１２－アリーレンであり、これはヘテロ原
子を含有するさらなる芳香族環と任意に縮合する）および／または式（ＩＶａ）および（
ＩＶｂ）のジフェノールの単量体混合物である式（ＩＶ）のジフェノール
【化３】

（ここで、
Ｒ５は互いに独立して、水素またはＣ１～Ｃ１０－アルキルであり、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１０－アルキルまたは任意に置換されたフェニルまたはベンジルである
）から選択される１以上のジフェノールに基づく繰り返しモノマーユニットをさらに含有
する、請求項１に記載の多層製品。
【請求項３】
　前記（コ）ポリカーボネートは、各場合、使用されるジフェノールの量に基づいて、２
０～１００ｍｏｌ％の式（Ｉａ）のジフェノールに基づく繰り返しモノマーユニットと、
８０～０ｍｏｌ％の式（ＩＩ）および／または（ＩＶ）のジフェノールに基づく繰り返し
モノマーユニットとを含有する、請求項１または２に記載の多層製品。
【請求項４】
　前記（コ）ポリカーボネートはさらに、熱安定剤、モールド取り外し剤、ＵＶ吸収剤お
よび充填剤から成る群から選択される１以上の添加剤を含有する、請求項１～３のいずれ
かに記載の多層製品。
【請求項５】
　前記基材層は、１以上の前記（コ）ポリカーボネートと１以上の熱可塑性ポリマーを含
有する混合物を含む、請求項１～４のいずれかに記載の多層製品。
【請求項６】
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　前記基材層上の前記さらなる層は金属層である、請求項１～５のいずれかに記載の多層
製品。
【請求項７】
　さらに、前記金属層に保護層が塗布されてなる、請求項６に記載の多層製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願請求の範囲は２００９年１２月２１日に出願されたドイツ特許出願第１０　２００
９　０５９　７７１．９号の利益を享受し、すべての有用な目的のために、これをここに
その全体を参照して挿入する。
【０００２】
　本発明は、熱特性が改良され、かつ機械特性が改良され、特に熱膨張を低減したことを
特徴とする熱可塑性高－Ｔｇポリカーボネートおよび成形材料に関する。本発明はさらに
、これらのポリカーボネートの調製方法に関する。特に、本発明は式（Ｉ）のフタルイミ
ドから誘導した構造ユニットを含有するポリカーボネート、およびそこからのポリカーボ
ネート組成物および成形材料、さらには、これらのポリカーボネートの調製方法、特にリ
フレクタおよびディスプレイ基材としてのその使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（コ）ポリカーボネートは工業的熱可塑性プラスチックから成る群に属する。コポリカ
ーボネートは、電気および電子分野では、照明のハウジング材料として、特に熱および機
械特性および傑出した光学特性が共に求められる用途、たとえば、自動車分野での用途、
プラスチックカバー、拡散スクリーンまたは導波管部品およびランプカバーまたはランプ
ベゼルでは幅広い範囲の用途を有する。熱可塑性プラスチックから射出成形によって製造
される、傑出した表面品質を有するリフレクタまたはサブリフレクタは、（コ）ポリカー
ボネートにとって、これらの用途に加えて非常に興味深いものであった。
【０００４】
　これらの用途では、良好な熱特性、たとえば、ビカー（Ｖｉｃａｔ）温度（加熱ひずみ
耐性）およびガラス転移温度は、実際には常に不可欠である。金属、たとえば、アルミニ
ウムへの良好な付着性もいくつかの用途にとっては欠かせないものである。同時に、傑出
した光学特性は最も重要である。これまで、一定の熱特性、たとえば、線形の熱膨張率を
有するアモルファスポリカーボネートの熱膨張に関する機械特性は考慮されないままであ
る。
【０００５】
　熱可塑性プラスチックから、光反射部品が、射出成形とそれに続く金属被覆（一般的に
はアルミニウムを用いた真空コーティング）によって製造されることは公知である。この
ような部品は、たとえば、自動車用ヘッドランプリフレクタである。以前は例外なく使用
されていた放物面のヘッドランプに加えて、光の利用度と空間的要求に関して最適化され
た２つの基本タイプ、すなわち、投影型ヘッドランプ（楕円面、複合楕円面）およびフリ
ー表面ヘッドランプが開発された。このタイプのリフレクタの光利用度と分布の最適化に
よって、今日では、特にフリー表面ヘッドランプのレンズを、一般的に、異形材の透明な
ポリカーボネートレンズを使用しなくとも設計することができる。このことは、外側から
透明に見える構成材（たとえば、リフレクタ、サブリフレクタ、フレーム）の表面品質、
高温での寸法安定性、気泡発生を防止するための気体放出の少なさ、機械強度、処理容易
性および製作公差の小ささに関する要求を増やし、さらに重要となる。
【０００６】
　これまで、ヘッドランプリフレクタは、シート金属からか、または熱硬化性プラスチッ
クから成る金属被覆された射出成形部品（バルク成形化合物、ＢＭＣ）から製造されてい
た。良好な寸法安定性および熱安定性がここでは必要である。
【０００７】
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　ヘッドランプリフレクタはまた、放物面形状を本質的に有するアクチュアルリフレクタ
と放物面形状とは大きく異なったまたは僅かに異なったサブリフレクタに分けることがで
きる。リフレクタは、所望の照明のために、目標に向けて光を反射し、かつ通常、光を生
成する白熱灯の間近に配置されるアクチュアル部品である。これらに対応するランプまた
は白熱バルブまたは光源は光だけでなく熱も生成し、リフレクタは、設計に依存して、約
１８０～２２０℃の作業温度に暴露され得る。このため、できるだけ低い線形熱膨張率を
有する材料を提供することが必要である。この材料はできる限り射出成形技術によって処
理可能であるべきであり、経済的であるべきである。
【０００８】
　さらに、リフレクタは－５０℃～２２０℃の温度範囲で寸法的に安定であるべきであり
、すなわち、伸縮作用はできる限り等方性で、少なくともリフレクタの場合には、発光効
率または集光に悪影響を及ぼさないようにせねばならない。好ましくは、金属層がリフレ
クタと実質的に同じ伸縮作用を有して、反射層の引張およびせん断応力ができる限り小さ
くなるようにする。その結果、反射層内にひび割れや圧縮といったダメージをさらに減ら
す。
【０００９】
　これまで、一般的に熱硬化性プラスチックが、より稀に熱可塑性プラスチックも、リフ
レクタを製造するのに使用されてきた。主に使用される後者のアモルファス熱可塑性プラ
スチック、たとえば、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリアミドイミド（ＰＡＩ）また
はポリスルホン、たとえば、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）またはポリスルホン（ＰＳ
Ｕ）またはポリフェニレンエーテルスルホン（ＰＰＳＵ）は、高温～非常に高温のガラス
転移温度（Ｔｇ）を有する（たとえば、ＰＡＩ　トロン（TORLON）（登録商標）、ソルベ
イ・アドバンスド・ポリマーズ（Solvay Advanced Polymers）から参照）。これらのアモ
ルファス高－Ｔｇ熱可塑性プラスチックを、傑出した表面平滑性を有するリフレクタ半加
工品を製造するのに、充填剤を用いずに、使用してもよい。リフレクタ半加工品を直接金
属被覆してもよい。しかし、いくつかの場合には、前記アモルファス高－Ｔｇ熱可塑性プ
ラスチックは非常にコスト高で、大量生産にとっては不都合である。さらに、これらの高
－Ｔｇ熱可塑性プラスチックの処理は困難である。
【００１０】
　ヘッドランプリフレクタでは、一時期、主にバルク成形化合物（ＢＭＣ）が使用されて
いた。これらは半完成のファイバマトリックス製品である。これは、一般的に、短いガラ
スファイバとポリエステルまたはビニルエステル樹脂から成り；他の補強ファイバまたは
樹脂システムが可能である。ＢＭＣはホットプレスで処理され、これによって短い周期が
可能となる。この目的のために、ＢＭＣ材料は、加熱され分割されたモールドの中央に挿
入される。封止時に、ＢＭＣはモールド内に広がる。ファイバの長さが短いので、加圧時
に薄いリブおよび壁厚を満たすことができる。しかし、ＢＭＣは圧縮力で分離する恐れが
ある。圧縮力がファイバによって妨げられ、樹脂が一方向にしか流れることができないよ
うな場合に、これは起こる。個々の補強ファイバは一般的に流れ方向に配列するので、局
地的に配列度の高いファイバが生じ得る。特定の処理では、比較的短い長さのファイバを
用いれば、ＢＭＣを射出成形法で処理することもできる。
【００１１】
　熱硬化性プラスチック（ＢＭＣ）の典型的な用途には、自動車用ヘッドランプ、より厳
密にはヘッドランプのリフレクタがある。ここでの役割は、良好な寸法安定性および熱安
定性を果たすことである。その処理は例えるなら、非常に大規模なエラストマー射出成形
である。熱硬化性プラスチック処理の周期は、約４ｍｍまでの壁厚では熱可塑性プラスチ
ックの場合より一般的に長い。その結果、良好な電気および機械特性を求めないなら、熱
硬化性プラスチックは一般的に、コスト効率で比べれば熱可塑性プラスチックに劣る。
【００１２】
　充填剤は主に、ファイバおよび樹脂容量をより安価な充填剤で置き換えることで、より
経済的にＢＭＣを製造する役割を果たすものである。たとえば、耐炎性を向上させること
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、または低収縮性といった所望特性に依存して、添加剤を添加する。そしてたとえば、酸
化マグネシウムは可塑性を向上させ、カオリンは酸耐性を向上させる。
【００１３】
　もちろん、照明ユニットでは最も高温が生じる。したがって、これまで、リフレクタは
シート金属からか、または熱硬化性プラスチック、たとえば、ＢＭＣから、または金属被
覆され射出成形されたアモルファス高－Ｔｇ熱可塑性プラスチック（ＰＥＩ、ＰＳＵ、Ｐ
ＥＳ）から製造されていた。金属被覆を要する射出成形部品では表面品質と合わせて高い
耐性が求められ、主に充填剤を含まないアモルファス高－Ｔｇ熱可塑性プラスチックまた
はコートされた熱硬化性プラスチックはこれまで、この要求に応じてきた。
【００１４】
　前記高－Ｔｇ熱可塑性プラスチックの一例は、ポリエーテルスルホンのウルトラソン（
ULTRASON）Ｅ（登録商標）（ＢＡＳＦ　ルイグシャフテン，ドイツから）（２１２℃の真
珠光温度を有する）であり、以下に示す文献に記載される。複雑さを積極的に減らしなが
ら、ヘッドランプ部品の一体性を向上させて、より高度な照明システムを開発し、そのシ
ステムではより高い材料要求を可能にすることが期待されるといったことが、ここでは行
われている（Ｊ．クアイサー（Queisser），Ｍ．ゲプラーグス（Geprags），Ｒ．ブルム
（Blum）およびＧ．イケス（Ickes），トレンズ・バイ・オートモービルシャインベルフ
ェン（Trends bei Automobilscheinwerfern）［自動車用ヘッドランプのトレンド］，ク
ンストストッフ（Kunststoffe）［プラスチックス］３／２００２，ハンサー・ベラグ（H
anser Verlag），ムニッヒ（Munich））。
【００１５】
　さらに、先行技術は、小繊維の無機充填剤（欧州特許第ＥＰ　０　８６３　１８０号公
報参照）およびさらに粒子性無機充填剤（欧州特許第ＥＰ　１　３１２　６４７またはＥ
Ｐ　０　５８５　０５６号公報）を含有する組成物、または粒子性無機充填剤（欧州特許
第ＥＰ　０　９１３　４２１号公報）のみを含有する組成物を開示する。道路用光リフレ
クタの製造用材料はミンロン（MINLON）（登録商標）（Ｅ．Ｉ．デュポン・デ・ネモース
社（du Pont de Nemours & Co.），ウィルミントン，ＵＳＡ）の名称で公知である。前記
製品は半結晶ナイロン６６（ＰＡ６６）であり、熱安定剤に加えて３６～４０％の常套的
鉱物を含有する。しかし、この材料は、表面品質の点から、少なくとも自動車ライト用に
は不適当であると思われる。ここで、アモルファスポリマーに比べてこのような組成物は
射出成形時の周期が非常に長いことも、さらなる不都合と考えられる。
【００１６】
　さらなる要求は、コートされる（一般的に湾曲した）プラスチック表面の表面品質に関
するものである。特に、リフレクタの場合には、光効率は本質的であり、できる限り均一
で、非常に滑らかでかつ非常に高光沢の表面を、コーティングのために提供せねばならな
い。劣悪な流動性を有しまたはあまりに容易に固化するプラスチックや、充填剤を添加す
ることはしばしば、鏡面のような滑らかな表面といった非常に高い要求を考慮すれば、た
とえ、成形モールドの対応する表面を高光沢に磨いたとしても、射出成形モールド内で、
粗雑で、無光沢または不均一な印象につながる。
【００１７】
　先行技術はさらに、充填剤を含まない組成物を開示する。しかし、これらも同様に、１
７５℃未満の不適当なＴｇ値しか達成していない（たとえば、欧州特許第ＥＰ　０　３１
３　４３６、ＥＰ　０　５５３　５８１号公報および米国特許第ＵＳ４，８９８，８９６
号公報参照）。また、目的の用途にとって不適当なこのカテゴリーのポリマーには、ポリ
アリールアミド、たとえば、ＩＸＥＦ（登録商標）２０５７（ソルベイ・アドバンスド・
ポリマーズ）、ポリアクリレート、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ、たとえば、ア
ルナイト（ARNITE）（登録商標）ＴＶ４　２２０、ＤＳＭから）がある。
【００１８】
　欧州特許第ＥＰ　０　７２５　１０１　Ｂ２号公報に開示される無色透明なアモルファ
スホモポリアミドは約１５７℃のガラス転移温度を有し、サブリフレクタの製造には非常
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当である。
【００１９】
　米国特許第６，３５５，７２３　Ｂ１号公報は、アモルファス熱可塑性プラスチック、
たとえば、ポリエーテルイミド、ポリアリールエーテル、ポリエーテルスルホン、ポリス
ルホン、ポリカーボネート、ポリエステルカーボネート、ポリアリーレート、ポリアミド
、ポリエステルおよび前記熱可塑性プラスチックの単相混合物を含有する射出成形リフレ
クタを開示する。これらのリフレクタは直接金属層を備え、少なくとも１７０℃～２００
℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を有し得る。リフレクタ表面の金属被覆の前に、目視検査で
何らかの表面欠陥を容易に検出することができ、リフレクタの金属未被覆部分による不所
望な光効果を抑えるために、これら全てのリフレクタを、染料を添加することによって黒
く着色する。
【００２０】
　しかし、膨張係数が過剰に高いために、先行技術で先に記載したポリカーボネートまた
はコポリカーボネートは、限られた安定性しかないといった不都合を有し、またはたとえ
ば、リフレクタのような高温用途では、金属被覆部品としての使用には不適当でさえあり
得る。
【００２１】
　非常に良好な光学および熱特性を有するポリマー材料が、ディスプレイ用途、たとえば
、ＬＣＤまたはＯＬＥＤディスプレイ用のフレキシブル基材の用途では求められる。した
がって、材料のガラス転移温度が十分に高いことが、基材上に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
）素子を、たとえば、ａ－Ｓｉ：Ｈ法によって製造する際に求められる。ポリエチレンナ
フタレート（ＰＥＮ）は低い熱膨張率を有するが、ガラス転移温度が僅か１２０℃と低く
、複屈折性を示す。ポリアリーレート（ＰＡＲ）は高いガラス転移温度（２１５℃）を有
し、光学的に等方性の外観を有するが、非常に高価な材料である。このことはポリエーテ
ルスルホンにも当てはまる（ＰＥＳ、Ｔｇ＝２２０℃）。ポリイミドは最も高いガラス転
移温度（３６０℃）に加えて、非常に低い熱膨張率を有するが、光学的外観がオレンジ～
茶色に見える。これらの材料のコストは同様に、非常に高い。ディスプレイ技術での用途
では、非常に良好な光学特性、たとえば、複屈折がなく透明性が高いことが、さらに求め
られる。適当なコストで、非常に良好な透明性と等方性の光学的外観を兼ね備え、同時に
高いガラス転移温度と低い熱膨張性を有するポリマー材料が、ディスプレイ技術では望ま
しい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　したがって、熱膨張率が低減されると同時に、傑出した金属への付着性および良好な熱
特性（特に、高いビカー温度またはガラス転移温度）と、（追加の事前処理工程を行うこ
となく金属層で直接コーティングするのに好適な）良好な表面とを兼ね備えることを特徴
し、かつ先行技術で開示される材料に比べて、良好な加熱ひずみ耐性を備えて調製され得
る芳香族（コ）ポリカーボネートを開発することが目的であった。
【００２３】
　新規の組成物はさらに、改良された流動性を示すべきである。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明の実施の形態は式（Ｉ）の化合物：
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【化１】

である。
【００２５】
　本発明のまた別の実施の形態は、式（Ｉ）の化合物を調製する方法であって、

【化２】

フェノールフタレインとメチルアミン水溶液とをＮ－メチルピロリドンの存在中で反応さ
せることを包含する。
【００２６】
　本発明の別の実施の形態は、前記式（Ｉ）の化合物を、塩酸を含有する水溶液中で沈殿
させ、次いで前記式（Ｉ）の化合物を水酸化ナトリウム溶液中に溶解することによって単
離精製することを、さらに包含する上記方法である。
【００２７】
　本発明のまた別の実施の形態は、式（Ｉａ）のビスフェノール
【化３】

を（コ）ポリカーボネート中の繰り返しモノマーユニットとして含有する前記（コ）ポリ
カーボネートである。
【００２８】
　本発明の別の実施の形態は、使用されるジフェノールの量に基づいて、９５ｍｏｌ％ま
での、式（ＩＩ）のジフェノール
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【化４】

（ここで、
Ｒ１およびＲ２は互いに独立して、水素、Ｃ１～Ｃ１８－アルキル、Ｃ１～Ｃ１８－アル
コキシ、ハロゲンおよび任意に置換されたアリールまたはアラルキルであり、
Ｘは、単結合、－ＳＯ２－、－ＣＯ－、－Ｏ－、－Ｓ－、Ｃ１～Ｃ６－アルキレン、Ｃ２

～Ｃ５－アルキリデンまたはＣ５～Ｃ６－シクロアルキリデンであり、ここで前記Ｃ１～
Ｃ６－アルキレン、Ｃ２～Ｃ５－アルキリデンまたはＣ５～Ｃ６－シクロアルキリデンは
任意にＣ１～Ｃ６－アルキルで置換され、またはＣ６～Ｃ１２－アリーレンであり、これ
はヘテロ原子を含有するさらなる芳香族環と任意に縮合する）および／または
式（ＩＶａ）および（ＩＶｂ）のジフェノールの単量体混合物である式（ＩＶ）のジフェ
ノール
【化５】

（ここで、
Ｒ５は互いに独立して、水素またはＣ１～Ｃ１０－アルキルであり、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１０－アルキルまたは任意に置換されたフェニルまたはベンジルである
）から選択される１以上のジフェノールに基づく繰り返しモノマーユニットをさらに含有
する上記（コ）ポリカーボネートである。
【００２９】
　本発明の別の実施の形態は、各場合、使用されるジフェノールの量に基づいて、２０～
１００ｍｏｌ％の式（Ｉ）のジフェノールに基づく繰り返しモノマーユニットと、８０～
０ｍｏｌ％の式（ＩＩ）および／または（ＩＶ）のジフェノールに基づく繰り返しモノマ
ーユニットとを含有する上記（コ）ポリカーボネートである。
【００３０】
　本発明の別の実施の形態は、前記式（ＩＩ）のジフェノールが、ビスフェノールＡ、４
，４’－ジヒドロキシビフェニール、２，２－ビス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニ
ル）プロパン、およびビスフェノールＴＭＣから成る群から選択される上記（コ）ポリカ
ーボネートである。
【００３１】
　本発明の別の実施の形態は、前記（コ）ポリカーボネートはさらに、熱安定剤、モール
ド取り外し剤、ＵＶ吸収剤および充填剤から成る群から選択される１以上の添加剤を含有
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【００３２】
　別の実施の形態は、１以上の上記（コ）ポリカーボネートと１以上の熱可塑性ポリマー
を含有する混合物である。
【００３３】
　本発明のまた別の実施の形態は、上記（コ）ポリカーボネートから得られる成形物品で
ある。
【００３４】
　本発明の別の実施の形態は、前記成形物品が射出成形または押出し成形法を介して製造
される上記成形物品である。
【００３５】
　本発明のまた別の実施の形態は、基材層が、少なくとも一方側にさらなる層を備えて成
る多層製品であって、前記基材層は上記ポリカーボネートを含有する。
【００３６】
　本発明の別の実施の形態は、前記基材層上の前記さらなる層は金属層である上記多層製
品である。
【００３７】
　本発明の別の実施の形態は、さらに、前記金属層に保護層が塗布されてなる上記多層製
品である。
【００３８】
　本発明のまた別の実施の形態は、ＰＥＣＶＤまたはプラズマ重合法で前記保護層を塗布
する工程を包含する、上記多層製品製造方法である。
【００３９】
　本発明の別の実施の形態は、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳＯ）、ヘキサメチル
ジシラザン（ＨＭＤＳ）、テトラメチルジシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサ
ン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、およびトリメトキシメチルシランから成る群
から選択される１以上の容易に揮発する成分から、ＰＥＣＶＤまたはプラズマ重合法で前
記保護層を塗布する工程を包含する、上記方法である。
【００４０】
　本発明のまた別の実施の形態は、界面法または溶融エステル交換法において、ビスフェ
ノールとして式（Ｉ）の化合物を用いる工程を包含する、上記（コ）ポリカーボネート調
製方法である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明によるモノマー構造ブロックの合成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　本願の内容では、ポリカーボネート組成物（または混合物）は、２以上のポリカーボネ
ートの混合物であって、任意に添加剤（さらなる成分）を備えてもよいことを意味するも
のと理解される。
【００４３】
　驚くべきことに、式（Ｉ）の構造ユニットを含有するコポリカーボネートはより低い熱
膨張率と、一定の熱特性（ビカー温度）および機械および光学特性を兼ね備えることを新
たに見出した：
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【００４４】
　したがって、本発明は、フェノールフタレインとメチルアミン水溶液とのＮ－メチルピ
ロリドンの存在中での反応を包含する、式（Ｉ）のフタルイミドの調製方法に関する。
【００４５】
　溶液中に３．５～４．５倍モル過剰のフェノールフタレインを含有する、２０～８０重
量％濃度（％　ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ｂｙ　ｗｅｉｇｈｔ）、好ましくは３０～６０重量％
濃度、特に好ましくは３５～４５重量％濃度のメチルアミン溶液、好ましくは水溶液、好
ましくはＮ－メチルピロリドンおよび水の混合物を好ましくは反応させる。２ｋｇのＮ－
メチルピロリドンおよび２ｋｇの水を、好ましくはフェノールフタレイン４ｍｏｌ当たり
の溶媒混合物として使用する。
【００４６】
　Ｎ－メチルピロリドンを好ましくは、４０～６０℃で、特に好ましくは４５～５５℃、
非常に特に好ましくは５０℃でまず初めに導入し、フェノールフタレイン反応剤を添加す
る。均一な溶液を得た後、溶媒混合物の残りの水とメチルアミンの溶液をさらに反応剤と
して添加する。好ましくは、反応を６５～９５℃、好ましくは７５～９０℃および特に好
ましくは８０～８８℃の温度範囲で行う。
【００４７】
　生成物の単離および精製は、好ましくは３７％濃度の塩酸を含有する水溶液中で沈殿さ
せ、次に公知の方法で水酸化ナトリウム溶液中に溶解させることによって行われる。単離
および精製のサイクルは数回連続的に、好ましくは１～３回行われる。
【００４８】
　さらに、本発明は、少なくとも１６０℃、好ましくは１８０℃、特に好ましくは２００
℃の作業温度に好適な、任意に金属被覆される部品を製造するために、モノマー構成ブロ
ック（Ｉ）を含有する熱可塑性ポリマー成形材料を調製および使用すること、特にＬＥＤ
用途およびフィルム基材、光反射部品、および金属被覆されたまたは金属被覆されるべき
対応する光反射部品、たとえば、リフレクタまたはサブリフレクタ、およびこれから得ら
れる対応する部品に関する。
【００４９】
　さらに、本発明は、本発明によるジフェノールを用いたポリカーボネートの調製、およ
び対応する調製方法に関する。これらのポリカーボネートは、本発明によるビスフェノー
ル構成ブロックを、任意のさらなるビスフェノール構成ブロックと、界面法または溶融エ
ステル交換法で縮合することによって得られ、比較的高分子量のコポリカーボネートが得
られる。
【００５０】
　本発明による（コ）ポリカーボネートは、繰り返しモノマーユニットとして、一般式（
Ｉａ）のビスフェノールに基づくものである：
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【化７】

【００５１】
　（コ）ポリカーボネートの場合には、式（Ｉ）の１以上のジフェノール以外では、式（
ＩＩ）のビスフェノールが、さらなるモノマーユニットとして存在してもよく：

【化８】

ここで、
Ｒ１およびＲ２は互いに独立して、Ｈ、Ｃ１～Ｃ１８－アルキル、Ｃ１～Ｃ１８－アルコ
キシ、ハロゲンたとえば、ＣｌまたはＢｒを表し、または各場合、任意に置換されたアリ
ールまたはアラルキルを表し、好ましくはＨまたはＣ１～Ｃ１２－アルキル、特に好まし
くはＨまたはＣ１～Ｃ８－アルキルおよび非常に特に好ましくはＨまたはメチルを表し、
かつ
Ｘは、単結合、－ＳＯ２－、－ＣＯ－、－Ｏ－、－Ｓ－、Ｃ１～Ｃ６－アルキレン、Ｃ２

～Ｃ５－アルキリデンまたはＣ５～Ｃ６－シクロアルキリデンを表し、これらはＣ１～Ｃ

６－アルキル、好ましくはメチルまたはエチルで置換されてもよく、さらに、Ｃ６～Ｃ１

２－アリーレンを表し、これはヘテロ原子を含有するさらなる芳香族環と任意に縮合して
もよい。
【００５２】
　好ましくは、Ｘは単結合、Ｃ１～Ｃ５－アルキレン、Ｃ２～Ｃ５－アルキリデン、Ｃ５
～Ｃ６－シクロアルキリデン、－Ｏ－、－ＳＯ－、－ＣＯ－、－Ｓ－、－ＳＯ２－または
式（ＩＩＩ）
【化９】

の基の１つを表し、
ここで、
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６－アルキル、好ましくは水素、メチルまたはエチルを示し、
Ｘ１は炭素を示し、
ｍは４～７、好ましくは４または５の整数を示し、但しＲ３およびＲ４は少なくとも１つ
の原子Ｘ１上では同じアルキルである。
【００５３】
　本発明によるコポリカーボネートの調製では、ビスフェノールＡ、２，２－ビス（３－
メチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン（ジメチルビスフェノールＡ）、１，１－ビ
ス（４－ヒドロキシフェニル）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン（ビスフェノー
ルＴＭＣ）および１，１－ビス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニル）－３，３，５－
トリメチルシクロヘキサン（ジメチルＴＭＣ）が式（ＩＩ）から誘導されるジフェノール
として好ましく使用される。
【００５４】
　本発明に従って使用されるコポリカーボネートの調製に好適で、かつ式（ＩＩ）に従う
構造ユニットに基づくジフェノールはたとえば、ヒドロキノン、レゾルシノール、ビス（
ヒドロキシフェニル）アルカン、ビス（ヒドロキシフェニル）スルフィド、ビス（ヒドロ
キシフェニル）エーテル、ビス（ヒドロキシフェニル）ケトン、ビス（ヒドロキシフェニ
ル）スルホン、ビス（ヒドロキシフェニル）スルホキシド、α，α’－ビス（ヒドロキシ
フェニル）ジイソプロピルベンゼンおよびアルキレート化した、その核上をアルキレート
化したおよびその核上をハロゲン化したその化合物である。
【００５５】
　好ましいジフェノールはたとえば、４，４'－ジヒドロキシビフェニール、２，２－ビ
ス（４－ヒドロキシフェニル）－１－フェニルプロパン、１，１－ビス（４－ヒドロキシ
フェニル）フェニルエタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、２，２
－ビス（３－メチル，４－ヒドロキシフェニル）プロパン、２，４－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）－２－メチルブタン、１，３－ビス［２－（４－ヒドロキシフェニル）－２
－プロピル］ベンゼン（ビスフェノールＭ）、２，２－ビス（３－メチル－４－ヒドロキ
シフェニル）プロパン、ビス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）メタン、２
，２－ビス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ビス（３，５－ジ
メチル－４－ヒドロキシフェニル）スルホン、２，４－ビス（３，５－ジメチル－４－ヒ
ドロキシフェニル）－２－メチルブタン、１，３－ビス［２－（３，５－ジメチル－４－
ヒドロキシフェニル）－２－プロピル］ベンゼン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニ
ル）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル
）－１－フェニル－１Ｈ－インドール－３－オン、３，３－ビス（４－ヒドロキシフェニ
ル）－１－フェニル－１Ｈ－インドール－２－オンである。
【００５６】
　さらに、一般式（ＩＶａ）および（ＩＶｂ）（単量体混合物）のビスフェノール（以降
式（ＩＶ）のビスフェノールとも呼ぶ）をさらなるジフェノール化合物として使用しても
よい。
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ここで、
Ｒ５は、互いに独立して水素またはＣ１～Ｃ１０－アルキル、好ましくは水素またはＣ１

～Ｃ６－アルキル、特に好ましくは水素またはＣ１～Ｃ４－アルキル、非常に特に好まし
くは水素またはメチルを表し、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１０－アルキル、好ましくはＣ１～Ｃ６－アルキル、特に好ましくはＣ

１～Ｃ４－アルキル、各場合、任意に置換されたフェニルまたはベンジル、特にメチル、
フェニルまたはベンジル、Ｒ１の場合にフェニルおよびベンジル用置換基として好ましい
と述べた基を表す。
【００５７】
　本発明の内容では、各場合アルキルは線形または分岐である。
【００５８】
　Ｒ６は特に好ましくは、Ｒ５で述べた基で任意に置換されたフェニルを表し、これは式
（ＩＶｃ）および（ＩＶｄ）（単量体混合物）によって表され：
【化１１】

ここでＲ５は上記意味を有する。
【００５９】
　式（ＩＶｅ）および（ＩＶｆ）（単量体混合物）のビスフェノールは非常に特に好まし
い。
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【化１２】

【００６０】
　特に好ましいジフェノールは、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン（ビ
スフェノールＡ）、２，２－ビス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパン（ジ
メチルビスフェノールＡ）またはビスフェノールＴＭＣおよび式（ＩＶ）のビスフェノー
ルである。
【００６１】
　本発明によるビスフェノール（Ｉ）とビスフェノールＡまたはビスフェノールＴＭＣま
たはジメチルビスフェノールＡから得られるコポリカーボネートは特に好ましい。
【００６２】
　これらのおよびさらに好適なジフェノールは市販入手可能であり、たとえば、「Ｈ．シ
ュネル（Schnell），ポリカーボネートの化学と物理，インターサイエンス・パブリッシ
ャーズ（Interscience Publishers），ニューヨーク１９６４，ページ２８，ｅｔ　ｓｅ
ｑ；ページ１０２，ｅｔ　ｓｅｑ」および「Ｄ．Ｇ．レグランド（Legrand），Ｊ．Ｔ．
ブレンドラー（Bendler），ポリカーボネート科学技術ハンドブック，マルセル・デッカ
ー（Marcel Dekker）ニューヨーク２０００，ページ７２　ｅｔ　ｓｅｑ」に記載される
。
【００６３】
　式（Ｉ）のビスフェノールを単独で用いても、または１以上の式（ＩＩ）および／また
は（ＩＶ）のビスフェノールとの混合物として用いてもよく；本発明の内容では、ポリカ
ーボネートはホモポリカーボネートとコポリカーボネートの両方を意味するものと理解さ
れる。
【００６４】
　式（Ｉ）の化合物から選択されるジフェノール以外では、コポリカーボネートは一般的
に、（使用されるジフェノールのモル合計に基づいて）９５ｍｏｌ％まで、好ましくは８
０ｍｏｌ％まで、特に好ましくは７０ｍｏｌ％までの、式（ＩＩ）および／または（ＩＶ
）の化合物から選択される少なくとも１つのさらなるジフェノールを含有する。好ましく
は、コポリカーボネートは最低限、（使用されるジフェノールのモル合計に基づいて）少
なくとも５ｍｏｌ％、特に１０ｍｏｌ％の、式（ＩＩ）および／または（ＩＶ）の化合物
から選択されるジフェノールを含有する。特に好ましいコポリカーボネートは、（使用さ
れるジフェノールのモル合計に基づいて）４０～６０、特に４５～５５ｍｏｌ％の式（Ｉ
）のジフェノールと、６０～４０、特に４５～５５ｍｏｌ％の式（ＩＩ）および／または
（ＩＶ）のジフェノールとを含有する。
【００６５】
　本発明による熱可塑性ポリカーボネートおよびコポリカーボネートは一般的に、２００
０ｇ／ｍｏｌ～２００，０００ｇ／ｍｏｌ、好ましくは３０００ｇ／ｍｏｌ～１５０，０
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００ｇ／ｍｏｌ、特に５０００ｇ／ｍｏｌ～１００，０００ｇ／ｍｏｌ、非常に特に好ま
しくは８０００ｇ／ｍｏｌ～８０，０００ｇ／ｍｏｌ、特に１２，０００ｇ／ｍｏｌ～７
０，０００ｇ／ｍｏｌの平均分子量（重量平均Ｍｗ、ポリカーボネートキャリブレーショ
ンを用いて、ゲル浸透クロマトグラフィーＧＰＣ測定によって決定される）を有する。分
子量は数平均Ｍｎによっても特定され、これも同様に、事前にポリカーボネートにキャリ
ブレーションした後に、ＧＰＣによって決定される。
【００６６】
　さらに、本発明は、本発明による１以上の（コ）ポリカーボネートと１以上の熱可塑性
ポリマーを含有する混合物に関する。
【００６７】
　好ましく使用される熱可塑性ポリマーはポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル
、特にポリブチレンテレフタレートおよびポリエチレンテレフタレート、ポリアクチド、
ポリエーテル、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、フッ素ポリマー、特にポリフッ
化ビニリデン、ポリエーテルスルホン、ポリオレフィン、特にポリエチレンおよびポリプ
ロピレン、ポリイミド、ポリアクリレート、特にポリ（メチル）メタクリレート、ポリフ
ェニレンオキサイド、ポリフェニレンスルフィド、ポリエーテルケトン、ポリアリールエ
ーテルケトン、スチレンポリマー、特にポリスチレン、スチレンコポリマー、特にスチレ
ン－アクリロニトリルコポリマー、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレンブロックコ
ポリマーおよびポリ塩化ビニルから成る一連からの少なくとも１つである。
【００６８】
　ポリカーボネートは混合物成分として特に好ましい。
【００６９】
　使用されるジフェノール、さらには合成に添加される全ての他の化学物質および助剤は
、それ自身の合成、取り扱いおよび貯蔵に由来する不純物で汚染されていてもよい。しか
し、できる限り純粋な原材料で作業するのが望ましい。
【００７０】
　界面法によって高分子ポリカーボネートを得るために、ジフェノールのアルカリ金属塩
をホスゲンと２相混合物中で反応させる。分子量はモノフェノールの量によって制御する
ことができ、モノフェノールは鎖重合停止剤として機能するものであって、たとえば、フ
ェノール、ｔｅｒｔ．－ブチルフェノールまたはクミルフェノール、特に好ましくはフェ
ノール、ｔｅｒｔ．－ブチルフェノールがある。これらの反応では、実際には独占的に線
形ポリマーが形成する。このことは末端基分析によって検出することができる。いわゆる
分岐剤をターゲット使用することによって、一般的にポリヒドロキシレート化化合物、分
岐ポリカーボネートも得られる。
【００７１】
　使用される鎖重合停止剤の量は、各場合、使用されるジフェノールのモルに基づいて、
０．５ｍｏｌ％～１０ｍｏｌ％、好ましくは１ｍｏｌ％～８ｍｏｌ％、特に好ましくは２
ｍｏｌ％～６ｍｏｌ％である。鎖重合停止剤の添加を、ホスゲン化の前、ホスゲン化時ま
たはホスゲン化後に、好ましくは塩化メチレンとクロロベンゼン（８～１５重量％濃度）
を含有する溶媒混合物における溶液として行うことができる。
【００７２】
　ポリカーボネートまたはコポリカーボネートはまた、分岐されてもよい。この目的のた
めに、使用されるジフェノールのモルに基づいて、ある少量の、好ましくは０．０５～５
ｍｏｌ％の間、特に好ましくは０．１～３ｍｏｌ％、非常に特に好ましくは０．１～２ｍ
ｏｌ％の量の３官能性化合物、たとえば、イサチンビスクレゾール（ＩＢＫ）またはフロ
ログルシン、４，６－ジメチル－２，４，６－トリ（４－ヒドロキシフェニル）ヘプト－
２－エン；４，６－ジメチル－２，４，６－トリ（４－ヒドロキシフェニル）ヘプタン；
１，３，５－トリ（４－ヒドロキシフェニル）ベンゼン；１，１，１－トリ（４－ヒドロ
キシフェニル）エタン（ＴＨＰＥ）；トリ（４－ヒドロキシフェニル）フェニルメタン；
２，２－ビス［４，４－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキシル］-プロパン；
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２，４－ビス（４－ヒドロキシフェニルイソプロピル）フェノール；２，６－ビス（２－
ヒドロキシ－５’－メチルベンジル）－４－メチルフェノール；２－（４－ヒドロキシフ
ェニル）－２－（２，４－ジヒドロキシフェニル）プロパン；ヘキサ（４－（４－ヒドロ
キシフェニル-イソプロピル）フェニル）オルトテレフタル酸エステル；テトラ（４－ヒ
ドロキシフェニル）メタン；テトラ（４－（４－ヒドロキシ-フェニルイソプロピル）フ
ェノキシ）メタン； α，α’，α”－トリス（４－ヒドロキシフェニル）－１，３，５
－トリイソプロピルベンゼン；２，４－ジヒドロキシ安息香酸；トリメシン酸；塩化シア
ヌル酸；３，３－ビス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニル）－２－オキソ－２，３－
ジヒドロインドール；１，４－ビス（４’，４”－ジヒドロキシトリフェニル）メチル）
ベンゼンおよび特に１，１，１－トリ（４－ヒドロキシフェニル）エタンおよびビス（３
－メチル－４－ヒドロキシフェニル）－２－オキソ－２，３－ジヒドロインドールを、い
わゆる分岐剤として使用する。イサチンビスクレゾールおよび１，１，１－トリ－（４－
ヒドロキシフェニル）－エタンおよびビス－（３－メチル－４－ヒドロキシ-フェニル）
－２－オキソ－２，３－ジヒドロインドールを分岐剤として好ましく使用する。
【００７３】
　これらの分岐剤を使用することによって、分岐構造となる。得られた長鎖分岐は、得ら
れたポリカーボネートの流動性につながり、その流動性自身は線形タイプと比べた構造粘
性に表れる。
【００７４】
　本発明はさらに、本発明によるポリカーボネートおよびコポリカーボネートの調製方法
に関し、ビスフェノールと可能なら分岐剤とをアルカリ水溶液に溶解し、任意に溶媒に溶
解させたカーボネート源、たとえば、ホスゲンと、アルカリ水溶液、有機溶媒および触媒
、好ましくはアミン化合物を含有する２相混合物中で反応させることを特徴とする。反応
手順はまた複数段階で行われてもよい。ポリカーボネートを調製するためのこのような方
法は、原理的には界面法として、たとえば、Ｈ．シュネル（Schnell），ポリカーボネー
トの化学と物理，ポリマー・レビューズ（Polymer Reviews），Ｖｏｌ．９，インターサ
イエンス・パブリッシャーズ（Interscience Publishers），ニューヨーク１９６４，ペ
ージ３３　ｅｔ　ｓｅｑ．、およびポリマー・レビューズ（Polymer Reviews），Ｖｏｌ
．１０，「界面法および溶液法による縮合ポリマー」，ポール（Paul）Ｗ．モーガン（Mo
rgan），インターサイエンス・パブリッシャーズ（Interscience Publishers），ニュー
ヨーク１９６５，第ＶＩＩＩ章，ページ３２５から公知であり、基本的条件はしたがって
、当業者に常套的である。
【００７５】
　アルカリ水溶液中のジフェノールの濃度は、２～２５重量％、好ましくは２～２０重量
％、特に好ましくは２～１８重量％および非常に特に好ましくは３～１５重量％である。
アルカリ水溶液は、水中にアルカリ金属またはアルカリ土金属の水酸化物が溶解してなる
。水酸化ナトリウムおよびカリウムが好ましい。
【００７６】
　カーボネート源としてホスゲンを使用する場合、アルカリ水溶液の有機溶媒に対する体
積比は５：９５～９５：５、好ましくは２０：８０～８０：２０、特に好ましくは３０：
７０～７０：３０および非常に特に好ましくは４０：６０～６０：４０である。ビスフェ
ノールのホスゲンに対するモル比は１：１０以下、好ましくは１：６以下、特に好ましく
は１：４以下および非常に特に好ましくは１：３以下である。有機相中の本発明による分
岐ポリカーボネートとコポリカーボネートの濃度は、１．０～２５重量％、好ましくは２
～２０重量％、特に好ましくは２～１８重量％および非常に特に好ましくは３～１５重量
％である。
【００７７】
　アミン化合物の濃度は、使用されるビスフェノールの量に基づいて、０．１～１０ｍｏ
ｌ％、好ましくは０．２～８ｍｏｌ％、特に好ましくは０．３～６ｍｏｌ％および非常に
特に好ましくは０．４～５ｍｏｌ％である。
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【００７８】
　ビスフェノールは、上記分岐剤を配合した上記ジフェノールを意味するものと理解され
る。カーボネート源はホスゲン、ジホスゲンまたはトリホスゲン、好ましくはホスゲンで
ある。ホスゲンを使用する場合には、任意に、溶媒を用いて分散させてもよく、ホスゲン
を直接反応混合物に投入してもよい。
【００７９】
　３級アミン、たとえば、トリエチルアミンまたはＮ－アルキルピペリジンを触媒として
用いてもよい。好適な触媒はトリアルキルアミンおよび４－（ジメチルアミノ）ピリジン
である。トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、トリブチル
アミン、トリイソブチルアミン、Ｎ－メチルピペリジン、Ｎ－エチルピペリジンおよびＮ
－プロピルピペリジンは特に好適である。
【００８０】
　ハロゲン化炭化水素、たとえば、塩化メチレンおよび／またはクロロベンゼン、ジクロ
ロベンゼン、トリクロロベンゼンまたはその混合物、または芳香族炭化水素、たとえば、
トルエンまたはキシレンは、有機溶媒として好適である。
【００８１】
　反応温度は、－５℃～１００℃、好ましくは０℃～８０℃、特に好ましくは１０℃～７
０℃および非常に特に好ましくは１０℃～６０℃であってもよい。
【００８２】
　また、場合によっては、本発明によるポリカーボネートを溶融エステル交換法で調製し
てもよい。溶融エステル交換法は、たとえば、ポリマー科学百科事典（Encyclopedia of 
Polymer Science），Ｖｏｌ．１０（１９６９）、ポリカーボネートの化学と物理，ポリ
マー・レビューズ（Polymer Reviews），Ｈ．シュネル（Schnell），Ｖｏｌ．９，ジョン
・ウィリー・アンド・サンズ（John Wiley and Sons），Ｉｎｃ．（１９６４）およびド
イツ特許第ＤＥ－Ｃ　１０　３１　５１２号公報に記載される。
【００８３】
　溶融エステル交換法では、界面法の場合にすでに記載した芳香族ジヒドロキシ化合物を
、炭酸ジエステルと、好適な触媒および任意のさらなる添加剤の助けを得て、溶融状態で
、エステル交換する。
【００８４】
　本発明の内容では、炭酸ジエステルは式（６）および（７）のものであり、
【化１３】

ここで、Ｒ、Ｒ’およびＲ”は互いに独立して、Ｈ、任意に分岐したＣ１～Ｃ３４

－アルキル／シクロアルキル、Ｃ７～Ｃ３４－アラルキルまたはＣ６～Ｃ３４－アリール
、
たとえば、
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ジフェニルカーボネート、ブチルフェニルフェニルカーボネート、ジブチルフェニルカー
ボネート、イソブチルフェニルフェニルカーボネート、ジイソブチルフェニルカーボネー
ト、ｔｅｒｔ－ブチルフェニルフェニルカーボネート、ジ－ｔｅｒｔ－ブチル-フェニル
カーボネート、ｎ－ペンチルフェニルフェニルカーボネート、ジ（ｎ－ペンチルフェニル
）カーボネート、ｎ－ヘキシルフェニルフェニルカーボネート、ジ（ｎ－ヘキシルフェニ
ル）カーボネート、シクロヘキシルフェニルフェニルカーボネート、ジシクロ-ヘキシル
フェニルカーボネート、フェニルフェノールフェニルカーボネート、ジフェニルフェノー
ルカーボネート、イソオクチルフェニルフェニルカーボネート、ジイソオクチルフェニル
カーボネート、ｎ－ノニルフェニルフェニルカーボネート、ジ（ｎ－ノニルフェニル）カ
ーボネート、クミルフェニルフェニルカーボネート、ジクミルフェニルカーボネート、ナ
フチル-フェニルフェニルカーボネート、ジナフチルフェニルカーボネート、ジ－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェニルフェニルカーボネート、ジ（ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）カーボ
ネート、ジクミルフェニルフェニルカーボネート、ジ（ジクミルフェニル）カーボネート
、４－フェノキシフェニルフェニルカーボネート、ジ（４－フェノキシフェニル）カーボ
ネート、３－ペンタデシルフェニルフェニルカーボネート、ジ（３－ペンタデシルフェニ
ル）カーボネート、トリチルフェニルフェニルカーボネート、ジトリチルフェニルカーボ
ネート、
好ましくは、
ジフェニルカーボネート、ｔｅｒｔ－ブチルフェニルフェニルカーボネート、ジ－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェニルカーボネート、フェニルフェノールフェニルカーボネート、ジフェニ
ルフェノールカーボネート、クミルフェニルフェニルカーボネート、ジクミルフェニルカ
ーボネート、
特に好ましくはジフェニルカーボネート
を表してもよい。
【００８５】
　前記炭酸ジエステルの混合物を使用することもできる。
【００８６】
　炭酸エステルの配合割合は、ジヒドロキシ化合物に基づいて、１００～１３０ｍｏｌ％
、好ましくは１０３～１２０ｍｏｌ％、特に好ましくは１０３～１０９ｍｏｌ％である。
【００８７】
　本発明の内容では、塩基性触媒、たとえば、アルカリ金属およびアルカリ土金属の水酸
化物および酸化物だけでなく、アンモニウム塩またはホスホニウム塩（以後オニウム塩と
呼ぶ）を、上述の文献に記載されるように、溶融エステル交換法では触媒として使用する
。好ましくはオニウム塩、特にホスホニウム塩をここでは使用する。本発明の内容ではホ
スホニウム塩は式（ＩＶ）のものであり、
【化１４】

ここで、
Ｒ４～７は同じまたは異なるＣ１～Ｃ１０－アルキル、Ｃ６～Ｃ１０－アリール、Ｃ７～
Ｃ１０

－アラルキルまたはＣ５～Ｃ６－シクロアルキル、好ましくはメチルまたはＣ６～Ｃ１４

－アリール、特に好ましくはメチルまたはフェニルであってもよく、
Ｘ－は陰イオン、たとえば、ヒドロキシド、スルフェート、ヒドロゲンスルフェート、ビ
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カーボネート、カーボネート、ハライド、好ましくはクロライド、または式ＯＲのアルコ
レートであってもよく、ここでＲはＣ６～Ｃ１４－アリールまたはＣ７～Ｃ１２－アラル
キルであってもよい。好ましい触媒は、テトラフェニルホスホニウムクロライド、テトラ
フェニルホスホニウムヒドロキシド、テトラフェニルホスホニウムフェノレート、特に好
ましくはテトラフェニルホスホニウムフェノレートである。
【００８８】
　触媒を好ましくは、ビスフェノール１モルに基づいて、１０－８～１０－３ｍｏｌの量
で、特に好ましくは１０－７～１０－４ｍｏｌの量で使用する。
【００８９】
　重合速度を上げるために、さらなる触媒を単独で使用しても、または任意にオニウム塩
に加えて使用してもよい。これらには、アルカリ金属およびアルカリ土金属の塩、たとえ
ば、リチウム、ナトリウムおよびカリウムのヒドロキシド、アルコキシドおよびアリール
オキシド、好ましくはナトリウムのヒドロキシド、アルコキシドまたはアリールオキシド
塩がある。水酸化ナトリウムおよびナトリウムフェノレートは最も好ましい。共触媒の量
は、各場合、ナトリウムとして計算して、１～２００ｐｐｂ、好ましくは５～１５０ｐｐ
ｂおよび最も好ましくは１０～１２５ｐｐｂの範囲であってもよい。
【００９０】
　芳香族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルとの溶融状態でのエステル交換反応は好ま
しくは、２段階で行われる。第１段階では、芳香族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステル
の溶融を、８０～２５０℃、好ましくは１００～２３０℃、特に好ましくは１２０～１９
０℃の温度で、大気圧下で、０～５時間、好ましくは０．２５～３時間行う。触媒を添加
した後に、オリゴカーボネートが、芳香族ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルとから、
真空（２ｍｍＨｇまで）を施し温度を（２６０℃まで）上げることで、モノフェノールを
蒸留除去することによって、調製される。大量の蒸気がここではこの処理から生じる。し
たがって、調製されたオリゴカーボネートは、２０００ｇ／ｍｏｌ～１８０００ｇ／ｍｏ
ｌ、好ましくは４０００ｇ／ｍｏｌ～１５０００ｇ／ｍｏｌの範囲の重量平均分子量Ｍｗ
（ジクロロメタン中でのまたは重量で等量のフェノール／ｏ－ジクロロベンゼンの混合物
中での相対溶液粘度の測定によって決定され、光散乱によってキャリブレーションされる
）を有する。
【００９１】
　第２段階では、さらに温度を２５０～３２０℃、好ましくは２７０～２９５℃に上げる
ことによって、＜２ｍｍＨｇの圧力で、ポリカーボネートを重縮合で調製する。この場合
には蒸気残留物をこの処理から除去する。
【００９２】
　触媒は互いに（２以上を）組み合わせて使用してもよい。
【００９３】
　アルカリ金属／アルカリ土金属触媒を使用する場合には、アルカリ金属／アルカリ土金
属触媒を後で（たとえば、オリゴカーボネート合成後、第２段階の重縮合の際に）添加す
ることが有益な場合がある。
【００９４】
　本発明による方法では、ポリカーボネートを得るための芳香族ジヒドロキシ化合物と炭
酸ジエステルとの反応は、たとえば、攪拌容器、薄膜型蒸発器、流下薄膜型蒸発器、攪拌
容器カスケード、押出し成形機、混練器、単純ディスク反応器および高粘度ディスク反応
器中で、バッチ形式で行われても好ましくは連続的に行われてもよい。
【００９５】
　界面法と同様に、分岐ポリ－またはコポリカーボネートを、多官能性化合物を用いて調
製してもよい。
【００９６】
　使用のパラメータ、化合物、定義および説明が、好ましい、特に好ましい、または非常
に特に好ましい等と以下に述べられるなら、その実施の形態は、好ましい、特に好ましい
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、または非常に特に好ましい。
【００９７】
　しかし、記載中で述べられ、または好ましい範囲を述べる一般的定義、パラメータ、化
合物、および説明は、任意に互いに組み合わせて、すなわち、それぞれの範囲と好ましい
範囲の間であってもよい。
【００９８】
　本発明によるポリカーボネートおよびコポリカーボネートを公知の方法で加工し、たと
えば、押出し成形、射出成形または押出しブロー成形によって処理して、いずれの成形物
を得てもよい。
【００９９】
　また、他の芳香族ポリカーボネートおよび／または他の芳香族ポリエステルカーボネー
トおよび／または他の芳香族ポリエステルを公知の方法で、たとえば、化合することによ
って、本発明によるポリカーボネートおよびコポリカーボネートと混合してもよい。
【０１００】
　この組成物はさらに、市販入手可能なポリマー添加剤、たとえば、防炎剤、難燃相乗剤
、ドリップ防止剤（たとえば、フッ素化ポリオレフィン、シリコンおよびアラミドファイ
バから成る物質分類の化合物）、潤滑剤および剥離剤（たとえば、ペンタエリスリチルテ
トラステアレート）、核化剤、安定剤、帯電防止剤（たとえば、導電性カーボンブラック
、カーボンファイバ、カーボンナノチューブおよび有機帯電防止剤、たとえば、ポリアル
キレンエーテル、アルキルスルホネートおよびポリアミド含有ポリマー）、および着色剤
および顔料を、組成物の機械特性に悪影響を及ぼさず、目的の特性の概要がほぼ達成され
る（－１０℃で粉々になるといった破壊不良がない）程度の量で、含有してもよい。
【０１０１】
　好ましい防炎剤は、スルホン酸塩、たとえば、パーフルオロブタンスルホン酸カリウム
またはカリウムジフェニルスルホンスルホネート、臭素化オリゴビスフェノール、ＰＴＦ
ＥまたはＰＴＦＥ化合物および、特にモノマー状およびオリゴマー状リン酸およびホスホ
ン酸エステル、ホスホネートアミンおよびホスファゼンから成る群から選択されるリン含
有防炎剤であり、これらの群またはこれらの群とは異なる群の１つから選択される成分の
混合物または複数を、防炎剤として使用することもできる。また好ましくは、ここでは特
に述べない他のハロゲンを含まないリン化合物を、単独で、または好ましくは他のハロゲ
ンを含まないリン化合物と組み合わせて使用してもよい。たとえば、以下はリン化合物と
して好適である：トリブチルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホ
スフェート、ジフェニルクレジルホスフェート、ジフェニルオクチルホスフェート、ジフ
ェニル２－エチルクレジルホスフェート、トリ（イソプロピルフェニル）ホスフェート、
レゾルシノール架橋ジ－またはオリゴホスフェートおよびビスフェノールＡ架橋ジ－また
はオリゴホスフェート。ビスフェノールＡから誘導されるオリゴマー状リン酸エステルの
使用は特に好ましい。防炎剤として好適なリン化合物は公知であり（たとえば、欧州特許
公開第ＥＰ－Ａ０　３６３　６０８、ＥＰ－Ａ０　６４０　６５５号公報参照）または公
知の方法で同様に調製され得る（たとえば、ウルマンズ・エンサイクロペディア・デア・
テクニッシェン・ヘミー（Ullmanns Enzyklopadie der technischen Chemie）［ウルマン
ズ工業化学百科事典］，Ｖｏｌ．１８，Ｐ．３０１ｅｔ　ｓｅｑ．，１９７９；ハウベン
ーウェイル（Houben-Weyl），メソーデン・デア・オリガニッシェン・ヘミー（Methoden 
der organischen Chemie）［有機化学の方法］，Ｖｏｌ．　１２／１，ページ４３；バイ
ルスタイン（Beilstein）Ｖｏｌ．６，ページ１７７参照）。
【０１０２】
　添加剤の添加は、使用または発色の期間を伸ばし（安定剤）、処理を簡略化し（たとえ
ば、剥離剤、流動性改良剤、帯電防止剤）またはポリマー特性をある種の負荷に適合させ
る（たとえば、衝撃改良剤、たとえば、ゴム；防炎剤、着色剤、ガラスファイバ）といっ
た役割を果たす。
【０１０３】
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　これらの添加剤はポリマー溶融物へと、個々に添加されても、または何らかの所望の混
合物で、または複数の異なる混合物で添加されても、特にポリマーの単離時に直接、また
はペレットの溶融後、いわゆる化合工程で添加されてもよい。添加剤またはその混合物は
ポリマー溶融物に、固形分、すなわちパウダーとして添加されても、または溶融物として
添加されてもよい。計量添加の別の方法は、添加剤または添加剤混合物のマスターバッチ
またはマスターバッチ混合物を使用するものである。
【０１０４】
　好適な添加剤はたとえば、「プラスチック用添加剤ハンドブック，ジョン・マーフィ（
John Murphy），エルセビア（Elsevier），オックスフォード１９９９」、「プラスチッ
ク添加剤ハンドブック，ハンス・ザイフェル（Hans Zweifel），ハンサー（Hanser），ム
ニッヒ（Munich）２００１」または国際特許第ＷＯ　９９／５５７７２号公報，ページ１
５－２５に記載される。
【０１０５】
　好適な熱安定剤は好ましくは、トリス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ホス
フィト（イルガフォス（Irgafos）１６８）、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルフェニル）［１，１－ビフェニル］－４，４’－ジイルビスホスホニト、トリイソオク
チルホスフェート、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキ
シフェニル）プロピオネート（イルガノックス（Irganox）１０７６、ＢＡＳＦから）、
ビス（２，４－ジクミルフェニル）ペンタエリスリトールジホスフィト（ドベルホス（Do
verphos）Ｓ－９２２８－ＰＣ）、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフ
ェニル）ペンタエリスリトールジホスフィト（ＡＤＫ　ＳＴＡＢ　ＰＥＰ－３６）または
トリフェニルホスフィンである。これらは単独で、または混合物として使用される（たと
えば、ＢＡＳＦからのイルガノックスＢ９００、またはドベルホスＳ－９２２８－ＰＣと
イルガノックスＢ９００、またはイルガノックス１０７６）。
【０１０６】
　好適なＵＶ安定剤は有機ＵＶ安定剤である。ＵＶ安定剤は好ましくは、ベンゾトリアゾ
ール（たとえば、チヌビンズ（Tinuvins）、ＢＡＳＦから）、トリアジン（ＣＧＸ－０６
、ＢＡＳＦから）、ベンゾフェノン（ウビナルス（Uvinuls）、ＢＡＳＦから）、シアノ
アクリレート（ウビナルス、ＢＡＳＦから）、けい皮酸エステルおよびオキサルアニリド
およびこれらのＵＶ安定剤の混合物からなる群から選択される。
【０１０７】
　好適なＵＶ吸収剤の例は次のものである：
ａ）式（Ｉ）のマロン酸エステル：
【化１５】

ここで、Ｒはアルキルを示す。好ましくはＲはＣ１～Ｃ６－アルキル、特にＣ１～Ｃ４－
アルキルおよび特に好ましくはエチルを表す。
【０１０８】
ｂ）式（ＩＩ）によるベンゾトリアゾール誘導体：
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【化１６】

式（ＩＩ）で、Ｒ０を含有しＸと同じまたは異なり、Ｈまたはアルキルまたはアルキルア
リールを示す。
【０１０９】
　チヌビン（登録商標）３２９（Ｘ＝１，１，３，３－テトラメチルブチルおよびＲ０＝
Ｈの場合）、チヌビン（登録商標）３５０（Ｘ＝ｔｅｒｔ－ブチルおよびＲ０＝２－ブチ
ルの場合）およびチヌビン（登録商標）２３４（ＸおよびＲ０＝１，１－ジメチル－１－
フェニルの場合）がこの場合には好ましい。
【０１１０】
ｃ）式（ＩＩＩ）による二量性ベンゾトリアゾール誘導体：
【化１７】

式（ＩＩＩ）で、Ｒ１およびＲ２は同じまたは異なり、Ｈ、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ１０－ア
ルキル、Ｃ５～Ｃ１０－シクロアルキル、Ｃ７～Ｃ１３－アラルキル、Ｃ６～Ｃ１４－ア
リール、－ＯＲ５または－（ＣＯ）－Ｏ－Ｒ５（ここでＲ５＝ＨまたはＣ１～Ｃ４－アル
キル）を示す。
【０１１１】
　式（ＩＩＩ）で、Ｒ３およびＲ４は同様に、同じまたは異なり、Ｈ、Ｃ１～Ｃ４－アル
キル、Ｃ５～Ｃ６－シクロアルキル、ベンジル、Ｃ６～Ｃ１４－アリールを示す。
【０１１２】
　式（ＩＩＩ）で、ｍは１、２または３を示し、ｎは１、２、３または４を示す。
【０１１３】
　チヌビン（登録商標）３６０（Ｒ１＝Ｒ３＝Ｒ４＝Ｈ；ｎ＝４；Ｒ２＝１，１，３，３
－テトラメチルブチル；ｍ＝１の場合）がこの場合には好ましい。
【０１１４】
ｄ）式（ＩＶ）による二量性ベンゾトリアゾール誘導体：
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【化１８】

ここで、「ｂｒｉｄｇｅ」は
【化１９】

を示し、
Ｒ１、Ｒ２、ｍおよびｎは式（ＩＩＩ）について記載した意味を有し、ｐは０～３の整数
であり、ｑは１～１０の整数であり、Ｙは－ＣＨ２－ＣＨ２－、－（ＣＨ２）３－、－（
ＣＨ２）４－、－（ＣＨ２）５－、－（ＣＨ２）６－、または－ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＨ２
－ｉｓｔであり、Ｒ３およびＲ４は、式（ＩＩＩ）について記載した意味を有する。
【０１１５】
　チヌビン（登録商標）８４０（Ｒ１＝Ｈ；ｎ＝４；Ｒ２＝ｔｅｒｔ－ブチル；ｍ＝１；
Ｒ２はＯＨ基に対してオルト位置に取り付けられる；Ｒ３＝Ｒ４＝Ｈ；ｐ＝２；Ｙ＝－（
ＣＨ２）５－；ｑ＝１の場合）がこの場合には好ましい。
【０１１６】
ｅ）式（Ｖ）によるトリアジン誘導体：

【化２０】

ここで、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は同じまたは異なり、Ｈ、アルキル、アリール、ＣＮま
たはハロゲンであり、Ｘはアルキル、好ましくはイソオクチルである。
【０１１７】
　チヌビン（登録商標）１５７７（Ｒ１＝Ｒ２＝Ｒ３＝Ｒ４＝Ｈ；Ｘ＝ヘキシルの場合）
およびシアブソーブ（Cyasorb）（登録商標）ＵＶ－１　１６４（Ｒ１＝Ｒ２＝Ｒ３＝Ｒ
４＝メチル；Ｘ＝オクチルの場合）がこの場合には好ましい。
【０１１８】
ｆ）次の式（Ｖａ）のトリアジン誘導体：
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ここで、Ｒ１はＣ１－アルキル～Ｃ１７－アルキルを示し、Ｒ２はＨまたはＣ１－アルキ
ル～Ｃ４－アルキルを示し、ｎは０～２０である。
【０１１９】
ｇ）式（ＶＩ）の二量性トリアジン誘導体：

【化２２】

ここで、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８は同じまたは異なってもよく
、Ｈ、アルキル、ＣＮまたはハロゲンを示し、Ｘはアルキリデン、好ましくはメチリデン
または－（ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－）ｎ－Ｃ（＝Ｏ）－であり、ｎは１～１０、好ましくは１
～５、特に１～３を表す。
【０１２０】
ｈ）式（ＶＩＩ）のジアリールシアノアクリレート：
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【化２３】

ここで、Ｒ～Ｒ４０は同じまたは異なってもよく、Ｈ、アルキル、ＣＮまたはハロゲンを
示す。
【０１２１】
　ウビナル（Uvinul）（登録商標）３０３０（Ｒ１～Ｒ４０＝Ｈの場合）がこの場合には
好ましい。
【０１２２】
　本発明による成形材料用に特に好ましいＵＶ安定剤は、ベンゾトリアゾール（ｂ）およ
び二量性ベンゾトリアゾール（ｃおよびｄ）、マロン酸エステル（ａ）およびシアノアク
リレート（ｈ）およびこれらの化合物の混合物からなる群からの化合物である。
【０１２３】
　ＵＶ安定剤は、成形材料に基づいて、０．０１重量％～１５．００重量％の量で、好ま
しくは全組成物に基づいて、０．０５重量％～１．００重量％の量で、特に好ましくは０
．０８重量％～０．５重量％の量でおよび非常に特に好ましくは０．１重量％～０．４重
量％の量で使用される。
【０１２４】
　本発明による組成物に任意に添加される剥離剤は、好ましくはペンタエリスリチルテト
ラステアレート、グリセリルモノステアレート、ステアリルステアレートおよびプロパン
ジオールステアレート、およびその混合物からなる群から選択される。モールド取り外し
剤は、成形材料に基づいて、０．０５重量％～２．００重量％の量で、好ましくは全組成
物に基づいて、０．１重量％～１．０重量％の量で、特に好ましくは０．１５重量％～０
．６０重量％の量でおよび非常に特に好ましくは０．２重量％～０．５重量％の量で使用
される。
【０１２５】
　さらに、着色剤、たとえば、有機染料または顔料または無機顔料、カーボンブラック、
ＩＲ吸収剤を、個別に、混合物として、または安定剤、ガラスファイバ、（中空）ガラス
球、無機充填剤および有機または無機散乱顔料と組み合わせて添加してもよい。
【０１２６】
　本発明はまた、成形材料の調製方法、および成形物を製造するための成形材料の使用に
関する。
【０１２７】
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　本発明による成形材料を、いずれの種類の成形物の製造に使用してもよい。これらはた
とえば、射出成形、押出し成形およびブロー成形法によって製造されてもよい。さらなる
処理形態は、事前に製造されたシートまたはフィルムから熱形成によって成形物を製造す
るものである。
【０１２８】
　本発明による（コ）ポリカーボネートおよび（コ）ポリカーボネート組成物を、常套的
方法で常套的装置、たとえば、押出し成形機または射出成形装置で処理して、いずれの所
望の成形物または成形物品を得てもよく、またはフィルムおよびフィルムラミネートまた
はシートまたはボトルを得てもよい。
【０１２９】
　個々の構成要素の化合は、公知の方法で連続的に行われても、または同時に行われても
よい。
【０１３０】
　そして、得られる（コ）ポリカーボネートを、押出し物（たとえば、カード用途用また
は、ＬＣＤおよびテレビのようなディスプレイのためのフィルム基材用のシート、フィル
ムおよびそのラミネート）および成形物（ボトル）、特に透明な分野、特に光学的用途の
分野で使用されるもの、たとえば、シート、マルチ－スキンシート、窓ガラス、拡散スク
リーンまたはレンズ、ランプカバー、プラスチックレンズ、導波管部品およびＬＥＤ用途
の製造に使用してもよい。さらに、これらをＥ／ＥおよびＩＴ分野用物品の製造に使用し
てもよい。
【０１３１】
　さらに、本発明は、本発明による基材材料と、好ましくは２０～５００ｎｍの厚さの、
特に好ましくは４０～３００ｎｍの厚さの金属層、好ましくはアルミニウム層とから成る
射出成形本体に関する。
【０１３２】
　金属層を熱可塑性プラスチックに、たとえば、電着成膜（ＥＣＤ）、物理蒸着（ＰＶＤ
）または化学蒸着（ＣＶＤ）またはこれらの方法の好適な組み合わせの助けを得て塗布す
る。ポリマー材料の金属被覆法は文献で公知である。
【０１３３】
　特定の実施の形態では、たとえば、侵食保護用の保護層をも金属層に塗布する。侵食低
減保護層をＰＥＣＶＤ（プラズマ助長型化学蒸着）またはプラズマ重合法で塗布してもよ
い。ここで、主にシロキサンに基づく低沸点前駆体をプラズマ中で気化し活性化して、こ
れによって前駆体はフィルムを形成することができるようになる。ここでの、典型的な物
質は、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳＯ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）
、テトラメチルジシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、オクタメチルシクロ
テトラシロキサンおよびトリメトキシメチルシランである。ＨＭＤＳＯが特に好ましい。
【０１３４】
　さらなる特定の実施の形態では、基材には、金属被覆前に、好適な前処理、たとえば、
プラズマ前処理が、基材表面を活性化または洗浄する目的で施されてもよい。
【０１３５】
　この（コ）ポリカーボネート組成物は、化合物、混合物および特に、その光学的、熱的
および機械的特性を用いる部品、たとえば、ハウジング、Ｅ／Ｅ分野の物品、たとえば、
プラグ、スイッチ、ボード、ランプホルダ、ランプカバー、自動車分野、たとえば、ラン
プベゼルおよびランプカバー、窓ガラス、レンズ、コリメータ、発光ダイオードまたはデ
ィスプレイおよび他の用途用拡散シートを製造するために、使用される。
【０１３６】
　本発明によるポリカーボネートおよびコポリカーボネートを、任意に他の熱可塑性プラ
スチック、たとえば、アクリロニトリル／ブタジエン／スチレンに基づくグラフトポリマ
ーまたはアクリレートゴムに基づくグラフトコポリマー（たとえば、欧州特許公開第ＥＰ
－Ａ６４０　６５５号公報に記載されるグラフトポリマー参照）および／または常套的添
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加剤との混合物として処理して、いずれの所望の成形物／押出し物を得てもよく、公知の
ポリカーボネート、ポリエステルカーボネートおよびポリエステルがすでに使用されてい
るところなら何処で使用されてもよい。本発明によるポリカーボネートの可能なさらなる
用途は：
１．建物、自動車および飛行機の多くの領域で必要とされることが公知の安全パン、およ
びヘルメットの識別プレートとして
２．フィルムおよびフィルムラミネートの製品
３．自動車のヘッドランプ、ベゼル、インジケータ、リフレクタ
４．照明目的でガラスファイバ内容物を有する半透明プラスチックとして、硫酸バリウム
、二酸化チタンおよび／または酸化ジルコニウム内容物を有する半透明プラスチック
５．精密射出成形部品、たとえば、レンズ、コリメータ、レンズホルダ、導波管部品およ
びＬＥＤ用途の製造用
６．導電体用およびプラグハウジングおよびコネクタ用電気絶縁性材料として
７．電気装置用ハウジング
８．安全ゴーグル、バイザー
９．押出し成形物、たとえば、シートおよびフィルム
１０．ＬＥＤ用途（ベース、リフレクタ、加熱シンク）。
【０１３７】
　また本願は、本発明によるポリマーを含有する成形物、または成形物品および押出し物
に関する。
【０１３８】
　以下の実施例は、本発明をさらに、説明する役割を果たす。
【０１３９】
　上記参照文献は全て、全ての有用な目的のためにその全体を参照して挿入する。
【０１４０】
　本発明を具現化するある特定の構造が示され記載されるが、当業者には、その一部の各
種変更および再編成を、基本的発明の概念の精神および範囲から逸脱することなく行うこ
とができ、ここで示され記載される特定の形態に限定されないことは明らかである。
【実施例】
【０１４１】
　コポリカーボネートを、ビカー温度および相対溶液粘度ηｒｅｌで特徴付けた。さらに
、コポリマーをその線形熱膨張率に関して調べた。
【０１４２】
（ビカー温度および相対溶液粘度の決定）
　ビカー温度ＶＳＴ　Ｂ５０を、ＤＩＮ　ＩＳＯ　３０６，方法Ｂに従って、５０Ｋ／ｈ
の熱負荷で決定した。相対溶液粘度を、溶媒として塩化メチレン中で、０．５ｇ／ｌの濃
度で、２５℃の温度でウッベローデ（Ubbelohde）粘度計（ＤＩＮ　５１５６２）を用い
て決定した。
【０１４３】
（線形熱膨張率の決定）
　線形熱膨張率はメトラー（Mettler）ＴＭＡ　８４１測定装置によって、窒素下で（測
定範囲２３～５５℃）決定した。ＡＳＴＭ　Ｅ　８３１を標準使用した。ペレットを１３
０℃で一晩乾燥させた後、測定に必要な試験片（８０×１０×４ｍｍの平坦なバー）を、
射出成形によって製造した。各場合、測定は、試験片の横断および長手方向について行っ
た。
【０１４４】
（実施例１）
　本発明によるモノマー構造ブロックの合成を図１に従って行った。
【０１４５】
　２ｋｇ（２０．２ｍｏｌ）のＮ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）と１２７３．３ｇ（４ｍ



(28) JP 6000510 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

ｏｌ）のフェノールフタレインの溶液を平坦なすり合わせを有する反応器に導入した。攪
拌しながら、２リットルの水と、次いで１８ｍｏｌの４０％濃度のメチルアミン水溶液を
添加した。メチルアミンの添加時に、反応溶液は紫色に変色した。ドライアイスクーラを
用いながら、次に攪拌を８時間８２℃で続けた。反応バッチの色が暗黄色に変化した。反
応終了後、反応バッチを、漏斗を用いて、攪拌しながら塩酸を含有する水の入った容器に
滴下することによって沈殿させた。
【０１４６】
　沈殿した白色の反応生成物を２リットルの水で懸濁させ、次にＧ３フリットを用いて吸
引濾過した。得られた未精製生成物を再度、３．５リットルの希水酸化ナトリウム溶液（
１６ｍｏｌ）中に溶解し、再度塩酸を含有する水の入った容器内で沈殿させた。再沈殿し
た未精製生成物を数回、２リットルの水で懸濁させ、次に毎回吸引濾過した。この洗浄手
順を、洗浄水の導電率が１５μＳ以下になるまで繰り返した。
【０１４７】
　そして、得られた生成物を、真空乾燥キャビネット中で、９０℃で一定量まで乾燥した
。
【０１４８】
　４回、実験を行った後に、各場合、次の収率を得た：
Ｉａ）９５０ｇの白色固形分
Ｉｂ）８９０ｇの白色固形分
Ｉｃ）１１２０ｇの白色固形分
Ｉｄ）１０５０ｇの白色固形分。
生成物の融点を２６４℃と決定した。
【０１４９】
　得られたビスフェノールの特徴付けを１Ｈ－ＮＭＲスペクトルで行った。
【０１５０】
（実施例２）
（本発明によるコポリカーボネートの合成）
　１１．７９リットルの塩化メチレンと１４．１リットルのクロロベンゼンを、窒素で不
活性化した、５３２．０１ｇ（１．６０５５ｍｏｌ）のビスフェノールＡ（ＢＰＡ）、実
施例１からの２６０１．３６ｇ（１１．３９ｍｏｌ）のビスフェノール、鎖重合停止剤と
して９３．７４ｇ（０．６２４ｍｏｌ、ジフェノールに基づいて４．８ｍｏｌ％）のｐ－
ｔｅｒｔ．－ブチルフェノール（ＢＵＰ）および１１９６ｇ（２９．９　ｍｏｌ）の水酸
化ナトリウムを含有する２５．９リットルの水における溶液に添加した。１２．５～１３
．５のｐＨおよび２０℃で、２．０５７ｋｇ（２０．８ｍｏｌ）のホスゲンを投入した。
ｐＨが１２．５以下に低下するのを防ぐために、３０％濃度の水酸化ナトリウム溶液をホ
スゲン化時に添加した。ホスゲン化および窒素でのフラッシングの終了後、攪拌を３０分
間行い、１４．７ｇ（０．１３ｍｏｌ、ジフェノールに基づいて１ｍｏｌ％）のＮ－エチ
ルピペリジンを次に、触媒として添加し、攪拌を１時間続けた。セパレータを用いた水相
の除去とリン酸での酸性化の後、有機相を塩を含まない水で数回洗浄した。有機相を分離
して取り出し、塩化メチレンをクロロベンゼンで置き換える溶媒交換を施した。次に、ク
ロロベンゼンにおける濃縮コポリカーボネート溶液から、通気型押出し成形機の助けを得
て、溶媒を除去した。得られたポリカーボネート溶融押出し物を水浴で冷却し、排水して
最終的にペレット化した。
【０１５１】
　透明なポリカーボネートペレットを得た（分析については表１参照）。
【０１５２】
（実施例３～５）
（本発明によるコポリカーボネートのさらなる合成例）
　実施例３～５のコポリカーボネートを実施例２と同様に調製した（結果については表１
参照）。
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【０１５３】
【表１】

【０１５４】
　Ａｐｅｃ（登録商標）試料（バイエル・マテリアルサイエンス（Bayer MaterialScienc
e）ＡＧ，ドイツ）は、表２に示されるビカー温度を有し、比較例として使用した。これ
らは高温用途でのポリカーボネートに最も近い先行技術を表したものである。
【０１５５】
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【表２】

【０１５６】
　比較例６～９に比べて、実施例２～５からの本発明によるコポリカーボネートは、比較
可能なビカー温度で、著しく低い熱膨張率値を有する。このことは当業者には想到されな
いものであった。特に、実施例５からのコポリカーボネートは２２８．２℃のビカー温度
を有し、熱安定性および膨張率の低減に関する限り、リフレクタ材料に関しての全ての必
要要求に応じている。
【０１５７】
（熱および機械特性）
　流動性を、溶融体積流量（ＭＶＲ）を介して、ＩＳＯ１１３３に従って決定した。
【０１５８】
　機械特性を、ＩＳＯ　５２７－１、－２に従って引張応力、湾曲時の応力、湾曲時のひ
ずみおよび破断時の名目上の伸びを、ＩＳＯ１７９－１　ｅＵに従ってシャルピー衝撃強
さを、およびＩＳＯ１７９－１　ｅＡに従ってシャルピー切欠き衝撃強さを介して、決定
した。
【０１５９】
　熱特性を、ＩＳＯ７５－１、－２に従って熱偏差温度ＨＤＴ（ＡおよびＢ）を、ＩＳＯ
３０６に従ってビカー軟化温度を介して、決定した。
【０１６０】
　表３は、同様のビカー温度を有する比較例と比べた、本発明によるコポリカーボネート
の全ての熱および機械特性の全体的概要を示す。実施例２～５からの本発明による材料の
機械特性は、比較例１～４に比べて劣化を示さないことが分かる。そして、上記表２で示
されるように、これらは線形熱膨張率が低いといった利益を有する。
【０１６１】
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　さらに、本発明による試料は、同じビカー温度を有する本発明に従わない試料に比べて
（実施例２と６または３と７参照）、より良好な流動性を示す。
【０１６２】
【表３】
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